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摘要(译)

本发明提供一种蒸镀方法及显示装置的制造方法，其目的为在蒸镀工序
中，控制因掩膜所造成的基板表面损伤。该蒸镀方法系通过在磁铁(120)
与由磁性材料构成的掩膜(1)之间插入玻璃基板(130)，使玻璃基板(130)
与掩膜(1)相密接，并从蒸镀源(140)通过掩膜(1)的开口部(2)在基板(130)
的表面进行有机EL元件材料的蒸镀，借此进行有机EL元件的图案形成处
理。而在与掩膜(1)的玻璃基板(300)表面相对一侧的表面上进行表面粗糙
化处理。
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